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【背景】パルスレーザー堆積法(PLD法)では、基板のエピタキシャル応力を用いることによって、

バルクでは存在し得ない新しい物質の創製が可能である。本研究では、PLD 法を用いることによ

って、新物質である[Bi2O2]pRhO2の単結晶薄膜の合成に成功したので、報告する。 

【実験と結果】PLD 法を用いて MgAl2O4(111)基板上に[Bi2O2]pRhO2のエピタキシャル薄膜を作製

した。成膜条件については、基板温度 800 ℃、酸素圧 250 mTorrとした。Fig. 1の X線回折は、9.16 

Åの c-軸長を持つ単結晶薄膜として指数付けできる。透過型電子顕微鏡像(Fig. 2(a))によると、こ

の物質の結晶構造は、CdI2型の CoO2層と岩塩型の SrO 層とが交互に積み重なって構成されたミ

スフィット型層状酸化物[Sr2O2]pCoO2[1]と類似している。局所組成分析(Figs. 2(b) and 2(c))では、

Rh・Bi から成る層が交互に並んでおり、RhO2層と BiO 層とが格子不整合を起こした新しいミス

フィット型層状酸化物であると考えられる。ミスフィット型層状酸化物は熱電材料等として注目

を集めており、今回合成に成功した[Bi2O2]pRhO2 においても、新たな電子機能発現の舞台となる

ことが期待される。講演では輸送測定の結果等についても議論を行う。 
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Fig. 1. X-ray diffraction of [Bi2O2]pRhO2 

single-crystalline film grown 

on MgAl2O4(111) substrate. 

Fig. 2. (a) High-angle Annular Dark-Field Scanning Transmission 

 E lec t ron  Micro scop y image  o f  [ B i 2 O 2 ] p Rh O 2 , 

 Energy Dispersive X-ray spectrometry mapping 

for (b) Rh L and (c) Bi L edges. 
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